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E(n) - E｡+U Ln)nlnq)+DLn)d'Or
とする.上の添字のnは層の番号, U(n)は有 効クー ロ ン 積分, nLn)は一g スピンの電-♂
子数でD【n)は表面での種々の乱れによるポテンシャルのシフトである｡ selレ
consistentにELlq,n_Tqを求 めて各層 毎の状態密度 と磁気モーメントを計算する･
図1に (100)面での表面の状態密度を示したd実線がそれであって,破線はバルクのも












































1) P･M･Tedrow andR｡Meservey,Phys.Rev.旦Z(1973)318. 及びこの中の
文献
2) L･Liebermann,J.Clinton,D･M.EdwardsandJ.Mathon,Phys.Rev.
lLett.ZB(1970)232.
3) で.Shinjo,T.MatsuzawaandT.Takaea,tobepublishedin J｡Phys.
Soc.Japan.
4) a.C.Fletcher,proc.Phys.Soc.A65(1952)192.
5) K.Terakura,J.Phys.Soc｡Japan･34(1973)1420･
6) P.Fulde,A.Lutheranda.E.Watsor.,preprint.
-F58-
